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Heliumpartialdrucksensor statt Massenspektrometer

im Helium-Leckdetektor
Daniel Wetzig

Ein neuartiger Heliumsensor
ermoglicht den Nachweis des
Edelgases Helium im gesamten
Druckbereich von UHV bis
Atmospharendruck. Es wird
kein Hochvakuum und kein
Katodenfilament bendtigt.
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Vacuum pump system with wireless remote control

Erwin Hauser, Uwe Rothe

Ein neues Vakuumpumpsystem fur
das chemische Labor lasst sich tber

ein mobiles Hand-Terminal fern-

bedienen, so dass das System Platz
sparend in Labormdbeln verstaut

werden kann.

Seite 14

Redaktion

Dr. Johann Scherle

Aachener StralRe 67

D-52382 Niederzier

Telefon (02428) 9027-17

Telefax (02428) 9027-18

E-Mail: redaktion_vip@t-online.de

Kuratorium

Heinz Barfuss, Pfeiffer Vacuum
GmbH, ARlar

Dr. Stephan Becker,

Varian, Darmstadt

Prof. Dr. Winfried Blau, Euro-
péaische Forschungsgesellschaft
Dinne Schichten, Dresden
Prof. Dr. Glnter Brauer,
Fraunhofer IST, Braunschweig

Dr. Pierre Hahre,
Speck-Pumpen, Roth

Dr. Harro Hagedorn,
Leybold Optics, Alzenau
Dr. Birgit Hagenhoff,
TASCON GmbH, Munster
Prof. Dr. Wolfgang Jitschin,
FH GieRen-Friedberg

Dr. Wolfgang Jorisch, IVPT
Industrielle Vakuumprozess-
technik, Koln

Verlag

WILEY-VCH Verlag

GmbH & Co. KGaA

Postfach 10 11 61

D-69451 Weinheim

Telefon (06201) 606-0
Telefax (06201) 606-328
E-Mail: mbeyer@wiley-vch.de

Prof. Dr. Norbert Kaiser,
Fraunhofer IOF, Jena

Dr. Andreas Leson,

Fraunhofer IWS, Dresden

Dr. Christian Oehr, Fraunhofer
Institut fr Grenzflachen- und
Bioverfahrenstechnik, Stuttgart
Prof. Dr. Hans K. Pulker,
Universitat Innsbruck

Dr. Ralf Reuschling, BOC
Edwards GmbH, Butzbach
Prof. Dr. Frank Richter, Institut
far Physik, TU Chemnitz

Dr. Ulf Seyfert, Von Ardenne
Anlagentechnik, Dresden

Prof. Dr. K.-D. Weltmann,
INP Greifswald e. V.

http://www.vip-journal.com



VIP Inhalt

Grof¥flachige pc-Si:H Plasmaabscheidung fur Silizium- Plasmabehandlung von Glasfasergelege
Dunnschichtsolarmodule V. Ermel, M. Kurrat Seite 27
Thilo Kilper Seite 17

Durch Plasmaaktivierung werden
die Glasoberflachen der Multi-
filamentgarne so vorbehandelt,
dass die polymere Matrix die
Glasoberflachen besser benetzt
und somit die Grenzschicht vor
Feuchtigkeitsangriffen besser
geschutzt ist.

Im Vergleich zur waferbasierten Sili-
ziumsolarzellentechnologie ermdg-
licht die siliziumbasierte DUnn-
schichtphotovoltaik einen signifikant !
reduzierten Materialeinsatz, Nieder-
temperaturherstellungsprozesse,
Schichtabscheidung auf groRen Fl&-
chen sowie eine reduzierte Anzahl
an Herstellungsschritten.

Ein alternatives Verfahren zur Abscheidung von
dinnen modifizierten Diamantschichten

Alexej Schubnoy, Frank Vollertsen Seite 24

Mit diesem neuen Verfahren
lassen sich, alternativ zu den
vakuumbasierten CVD-Verfah-
ren, diinne polykristalline Dia-
mantschichten abscheiden. Das
Verfahren arbeitet ohne Prozess-
kammer bei Atmospharendruck
und ist daher fir eine lokale
Beschichtung auch groRer Bau-
teile geeignet.
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